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1 使用限制 

• 只有已通過訓練及檢定之使用者允許操作本儀器 

• 光纖管路不可過度彎曲 (彎曲半徑最好>150 mm) 

• 無法量測透明樣本 

• 量測薄膜厚度無法大於 5 µm 

 

2 刷開前檢查清單 

 載台上無任何樣本 

 標準片確定收納在盒子中 

 

3 儀器操作程序： 

3.1 開機程序 

• 啟動電腦主機電源 

• 啟動量測系統主機電源，電源開關位於主機後方 

• 啟動光源電源(紅色及藍色按鈕)，電源開關位於主機後方，建議至少暖

機 5 分鐘 

• 打開遮罩(白色按鈕)確認光源出光正常 

 

3.2 系統開啟 

• 啟動軟體，執行 FILMeasure 
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• 上下移動光纖調整至光點聚焦，呈現六個圓點狀 

注意：請調整線末端鐵桿，勿拉扯光纖以免斷裂 

 

 
 

3.3 確認 Raw signal 強度 

• 放置 Si 標準片， 

• 點擊程式上方 Set up → Raw signal 

• 調整光源強度，建議介於 3000~3500 counts。 

(建議參數 : Time(ms) : 1.49；Cycles : 100；Thickness : 60 µm) 

 

3.4 標準片量測-SiO
2

 on Si 

• Recipe 下拉選擇 ”SiO2 on Si” 

• 按下 Baseline 按鈕開始依照系統畫面指示步驟進行 Baseline 量測 

o 第⼀步：放置 SiO2 on Si 標準片 (Sample Reflectance) 

o 第二步：放置 Si 標準片 (Reflectance Reference) 

o 第三步：背景量測，不需放置試片 (Background)，完成

baseline 量測 

 

• 再次放置 SiO2 on Si 標準片，並按下 Measurer 鍵 

• 量測光譜會顯示於視窗內，藍線為量測光譜，紅色為 fitting 光譜，調

整下方灰色軸選定 fitting 波⻑範圍，右⽅視窗顯⽰薄膜厚度及

Goodness of fit 值 

• 建議 goodness 可以到 0.99 最好，如果量測值與標準片實際值差異太

大，建議重新量測 Baseline 
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3.5 樣品量測 

• Recipe 下拉選單選擇所需之 recipe，如需建立新 recipe，請查看 3.6 

• 按下 Baseline 按鈕開始依照系統畫面指示步驟進行 Baseline 量測 

o 第⼀步：放置量測試片 (Sample Reflectance) 

o 第二步：放置 Si 標準片 (Reflectance Reference)，如量測低反

射率樣品建議使用 BK7 

o 第三步：背景量測，不需放置試片 (Background) ，完成

baseline 量測 

 

• 再次放置量測試片，並按下 Measurer 鍵 

• 量測光譜會顯示於視窗內，藍線為量測光譜，紅色為 fitting 光譜，調

整下方灰色軸選定 fitting 波⻑範圍，右方視窗顯示薄膜厚度及

Goodness of fit 值 

• 儲存光譜可由 File  Save Measured Spectrum，若存為.fmspe 副檔

名，須由 FILMeasure 軟體開啟。 

• 點 History，可察看量測歷史紀錄，可選擇單次或多次量測記錄，並⼀

次性輸出檔案。 

• 如無 FILMeasure 軟體，建議以截圖方式，放在 PPT 中攜出 
 

3.6 建立新 Recipe 

• 點選 Edit Recipe 

• 依照量測樣品建立結構，由下至上依序由基板/薄膜材料/介質建立模

型，並可勾選是否進行: 

 n (折射率) 及 k (消光係數) 值計算 

 n (折射率) 漸變計算 

 薄膜厚度計算，並輸入預估範圍 

 不均勻度計算 
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• 選擇分析模式: 

 薄膜厚度 < 1 µm，建議勾選 Spectrum matching 

 Robust 模式: 只適用於膜厚計算 

 Exact 模式: 適用於膜厚與 n，k 值計算 

 薄膜厚度 > 1 µm，建議勾選 FFT 

注意:如需 n，k 值的計算，請選擇 Spectrum matching  Extract 

• 完成建立 recipe 後，請另存新檔，勿修改預設之 recipe 

 

3.7 系統關閉 

• 關閉軟體 

• 關閉薄膜分析儀，光源，及電腦主機 

• 確認標準片，校正片歸位 

 

4 刷關前檢查清單 

 關閉軟體 

 關閉薄膜分析儀，光源，及電腦主機 

 確認標準片，校正片歸位，放置於盒中 

 蓋上平台出光孔，防止灰塵掉落 

 

5 Version History 
 

Version Time Author Revised Content 

1.0 May, 2024 陳昱達  

 

 


